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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

銀めっき膜の外周に膜厚異常が見られ，その原因特定と対策について検討している。
シード層に用いる銀スパッタ成膜の黄変色部と正常品を汎用的な走査型分析電子顕
微鏡（ＳＥＭ／ＥＤＳ）により分析を行ったが，差異は確認できなかった。一方，
ＸＰＳによる表面分析では，黄変部に微量のＳの存在が確認された。さらにＳ２Ｐ
光電子スペクトルの深さ方向の分析では，表層からＡｇ２ＳＯ４(硫酸銀), Ａｇ２Ｓ
（硫化銀）の順に傾斜的な組成を取ることが分かった。今後，Ｓ（硫黄）の混入経
路を特定し，対策検討する。

実験
Experimental

変色した銀スパッタ膜の深さ方向において，ＡＸＩＳ－ＵＬＴＲＡ Ｘ線光電子分光
装置を用い解析した。また，膜の断面についてＦＩＢ（集束イオンビーム）装置で
加工し，露出した断面のＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）で観察した。

結果と考察
Results and Discussion

ＸＰＳによる表面分析では，黄変部に微量のＳの存在が確認された。さらにＳ２Ｐ
光電子スペクトルの深さ方向の分析では，表層からＡｇ２ＳＯ４（硫酸銀）,
Ａｇ２Ｓ（硫化銀）の順に傾斜的な組成を取ることが分かった。なお,Ｓの混入経路
は保管環境からの汚染が推定され，継続検討進める。
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